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Anordning for att niedelst bioaktivt eller beninduktivt material bygga upp benbaserat 
sidost6d fdr implantat i kakben. 

5 

Foreliggande uppfinning avser en anordning f5r att rnedelst bioaktivt eller beninduk- 
tivt material eller medel bygga upp benbaserat sidostad fbr ett eller flera implantat 
anbragt respektive anbragta i ett sig tilldelat respektive tilldelade kakbenshSl. Uppfin- 
ningen utnyttjas foretradesvis i anslutning till defekt eller oregelbundet sig strSckande 

10 kakben dar kakbenets mjukvavnad, ibland kombinerad med en separat enhet, t.ex. 
polymext och f6retradesvis styvt membran, ar belt eller delvis overdragbart eller t£ck- 
ande implantatet. I ett helt eller delvis tackande lage far implantatet respektive 
implantaten bildar detta eller dessa tillsammans med kakbenets berorda ovan- eller 
sidoytor och mjukvavnaden med eller utan benhinna (dess undersida) och/eller enhe- 

15 ten ett eller flera utrymmen, till vilket respektive vilka kroppsvatskor som trSnger in 
fran eller via benhinnan och namnda kakbensyta eller kakbensytor. 

Utnyttjandet av implantat i kakbensh&l far att uppbara olika dentala installationer ar 
forut kant. Sett i kakbenets horisontalplan placeras halet/implantatet normalt i n£ra 

20 anslutning till mittlinjen. Vid defekter eller oregelbundenheter i kakbenet maste 
implantatet farskjutas antingen i sidoriktningen eller utefter kakbenets baglinje s& att 
implantatet fSr en placering dar det i sitt tilldelade kakbensh&I omges av stabilt ben 
eller stabil benbildning. Det ar aven kant att installera tv& eller flera implantat utefter 
h&Ibenets baglinje och att utnyttja implantaten som stiSd far en brokonstruktion eller 

25 Uknande. I anslutning till det kanda implantatet 2r det aven forut kant att rent generellt 
utnyttja bensubstitut i syfte att bygga benmassa kring implantatet i det i kakbensh&let 
iskruvade eller nedf6rda laget. Som exempel pa bensubstitut kan namnas autologt ben, 
allogent ben, xenografter och/eller syntetiska preparat. 

30 I de av samma sdkanden och med samma uppfinnare som i fareliggande patent- 
ansSkan tidigare inlamnade patentansakningama SE ?????? foieslSs att beninduktivt 
medel skall appliceras p& implantatet, t.ex. pS en ytteryta med ett yttre porost oxid- 
skikt, eller en ytterganga som kan vara farsedd med porost oxidskikt, vaijamte 
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implantatet kan vara sjalvgangande eller iskruvat i gtogat hat. De bioaktiva eller 
beninduktiva medlen kan appliceras i ett eller flera skikt och utl5st material kan trada 
i samverkan med kroppsvatska som uppkommer i skiktet eller den smala spalten 
mellan kakbenet och implantatet. Det kan aven hanvisas till den bl.a. av uppfinnaren 
5 enligt foreliggande patentanstfkan publicerade artikeln "Properties of a New Porous 
Oxide Surface on Titanium Implants, Volume 1: The Oxidized Titnium Surface, 
Applied Osseointegration Research". Det ar aven kant att anpassa kakbensh&lets dia- 
meter till implantatets diameter i beroende av kakbenets kvalitet. Det ar aven kant att i 
anslutning till implantatet utnyttja vinklade distanser som skall kompensera ft3r lages- 
10 andringar och snedstallningar av implantatet. Implantatet kan besta av titan eller annat 
vavnadsvSnligt material. 

Det foreligger behov av att kunna skapa en benuppbyggnad som mQjliggQr att 
implantatet kan placeras mera idealt i anslutning till kakbenets b&glinje och att kak- 

15 benet t.ex. vid nSmnda defekter eller oregelbundenheter kan till&ta implantatapplice- 
ring dar de initialt inte helt omslutes av hSIvSggen i kakbenet eller uppvisar en for- 
hallandevis stor blottlSggningsgrad. Det fdneligger onskem&l om att kunna anpassa 
implantatlagena till vissa ytor eller yttergBngdelar som ar mera blottlagda i omkrets- 
och/eller langdriktning(-arna) an andra ytor eller ytterytgangdelar i ett initialskede. 

20 Trots den ideala appliceringen skall implantatets stabilitet kunna bli jamf6rbart med 
fallet dar implantatet Sr sidoforskjutet eller langdfSrskjutet till ett lage dar det ar helt 
omgivet av halvfcggen i kakbenet. 

Foreliggande uppfinning har till andamal att I5sa bl.a. denna problematik tillsammans 
25 med att fdrverkliga implantatinstallationer som mojliggGr en Mn utseendesynpunkt 
vasentlig forbattring jamfdrt med fallet dar implantatet ar sido- och/eller langdftfr- 
skjutet inplacerat. 

Det foreligger Sven Snskemal om att fSrhindra det av mjukvSvnaden med eventuellt 
30 befintlig benhinna, kakbenet och implantatet bildade utrymmet Mn att kollapsa och 
fyllas med mjukvavnad, t.ex. pS grund av belastningar under inlakningsprocessen. I 
flera fall kan det vara vasentligt att undvika alltfor starka doser av beninduktivt medel 
i anslutning till smala spalter mellan implantat och h&Ivaggen i kakbenet. Dylika 
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starka doser kan ha en effekt under ett inledningsskede som motverkar processen for 
nybenbildningen. Det ar aven angeiaget att kunna stimulera bennybildning med hjalp 
av geometrin i utnyttjade tillvaxtutrymmen. Utrymmet i kakbenet respektive enheten 
skall saledes kunna valjas med geometri som ger effektiv nybenbildmng. 
5 Uppfmningen loser aven dessa problem. 

Det fbreligger behov av att erhalla stone valmojligheter for kirurger och annan 
behandlande personal att disponera implantatlaget eller implantatlagen mera obero- 
ende av kakbenstatus an tidigate utan att stabiliteten for det inlakta implantatet efter- 
10 sattes. Uppfmningen avser att losa aven delta problem. 

Det som huvudsakligen kan anses vara kannetecknande fdr en anordning enligt upp- 
fmningen ar att det bioaktiva eller beninduktiva materialet bestar av tillvaxtstimule- 
rande substans- eller substanser (har benamnt TS) anordnat i eller pa implantatet, 

15 fbretradesvis pa en eller flera yttersidytor eller en eller flera yttergangdelar som i ett 
initialskede ar frilagd respektive frilagda fran kakbenet. Namnda TS tranger i ett initi- 
alskedet efterfbljande mlakningsskede in i respektive slutna utrymme och vaxelverkar 
med de inledningsvis omnamnda cellema, t.ex. stamcellema, och bildar darvid det 
nybenbaserade sidostodet for implantatet. OUka typer av TS kan darvid utnyttjas och 

20 som exempel pa TS kan namnas matrixpmteiner, tiUvaxt- och differentieringsfaktorer 
och/eller peptider med tillvaxtstimulerande egenskaper. 

I en utfSringsform utnyttjas uppfmningen vid ett implantat med ett lage f6r kakbenets 
tankta horisontalplan som ar fdrskjutet i forhallande till kakbenets mittlinje i horison- 

25 talplanet sa att implantatet i namnda initialskede uppvisar forsta sidytedelar eller 
yttergangdelar som har stoire blottlaggningsgrad an andra sidoytdelar respektive 
yttergangdelar. Den benbasetade nybildningen ar avsedd att i iniakningsskedet ge de 
f5«ta sidytedelama eller yttergangdelama en okad benintackningsgrad respektive 
Skade benintackningsgrader. TvS eller flera implantat kan i en utforingsform vara 

30 anordnade utefter kakbenets horisontalstrackning i sig tilldelade kakbenshal. Namnda 
implantat ar darvid anordnade i anslutning till defekter eller oregelbundenheter i djup- 
och/eller sidorikmingen respektive sidoriktningarna. I iniakningsskedet utfylles kak- 
benets defekter eller oregelbundenheter vasendigen och implantatet tilldelas vasent- 
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ligen lika stor tackningsgrad med ben runt om efter fullf5ljt iniakningsskede. I fallet 
med i hojdled kraftigt degenererat kakben kan i en utforingsforxn samtliga implantat 
erhSlla vSsentligen lika i hfcjdled sig strSckande benbaserade sidost5d. 

5 I en utfbringsform uppvisar fbrsta partier av respektive implantat med st6rre blott- 
laggningsgrad an andra partier pi implantatet respektive implantaten. Namnda fdrsta 
partier sir darvid belagda med mer TS an de andra partierna. Den inledningsvis 
omnamnda enheten av t.ex. styvt och/eller polymert membran kan utnyttjas temporSrt 
eller inga permanent i den fasta installationen. Enheten ar infastningsbar till kakbenet 

10 och/eller implantatet tex. med skruv(-ar) under Stminstone initial- och iniaknings- 
skedena. Enheten kan uppvisa en invBndigt valvd yta som i enhetens applicerade lUge 
Sr vand mot ifr&gavarande sidoyta eller yttergBnga pa respektive implantat. Enheten 
kan utformas med en 5verdel som helt eller delvis stracker sig 5ver implantatets 
iMgavarande 5ver- eller ytteryta. Respektive i initialskedet blottlagda ytteryta eller 

15 ytterganga stracker sig mellan 20-180°, faretradesvis 30-120°, sett i implantatets 
omkretsriktning. Namnda i initialskedet blottlagda ytteryta kan aven stracka sig 20- 
80%, foretnidesvis 30-70% utefter implantatets hSjdriktning. 

Ytterligare utforingsformer framg&r av de efterfoljande underkraven. 



Genom det i ovanstaende ftSreslagna kan ftin framfdrallt utseendesynpunkt optimala 
implantatplaceringar erh&llas i defekta eller oregelbundna kSkben utan att stabiliteten 
hos implantatet eftersSttes. I implantatet kan kSnda och val bepr5vade material 
utnyttjas, tex* titan, keramik(keram), etc. Uppfinningen fungerar f5r ett eller flera 

25 implantat, varvid i fallet med flera implantat dessa kan anordnas efter varandra langs 
det defekta eller oregelbundna kakbenets horisontella strSckning. Uppfinningen 
fungerar ft>r storre eller mindre i initialskedet blottlagda partier. Separat enhet eller det 
sty va och/eller polymera membranet kan utnyttjas fdr att faststalla aktuellt utrymme, i 
vilket nybildningen av tandben sker medelst TS. Enheten/membranet kan anv&idas 

30 temporart eller som kontinuerlig/permanent installation. Enhetens/membranets fast- 
sattning kan effektueras medelst skruvar, med armar eller partier uppvisande upp- 
byggnad, etc. och utfBres i titan, plast, etc. 
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En f6r narvarande foreslagen utforingsform av en anordning som uppvisar de f5r upp- 
fmningen signifikativa kannetecknen skal! beskrivas i nedanst&ende under samtidig 
hanvisning till bifogade ritningar dSr 

5 figur 1 i horisontalsnitt visar ett undre kakben med defekt eller oregelbundenhet, 

i eller vid vilken ett implantat Snskas kunna fdrankras, varvid figuren 
aven visar placeringar for implantatet som man i den tidigare kanda 
tekniken har varit hanvisad till, 

10 figur 2 i vertikalsnitt visar ett implantat applicerat i ett kakbensh&l (i Sverkaken) 

samt dar ett utrymme f5r nybensbildat sidostSd ingar i implantatets for- 
ankring, 

figur 3 i vertikalsnitt visar ett i en undertake applicerat implantat dar under- 
15 kaken har defekt eller oregelbundenhet skild utformning som skiljer sig 

Mn defekten eller oregelbundenheten i figuren 2, 

figur 4 i horisontalsnitt visar utnyttjandet av en till tandbenet applicerad enhet* 
t.ex. membran i titan, eller plast, etc. och 
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figur 5 i sidovy visar enhetens strackning. 



I figuren 1 ar ett underkakben principiellt visat med L Sjalva underkakbenet ar angi- 
vet med 2 och kakbenets mjukvavnad med underiiggande benhinna ar visad med 3. 

25 Generellt sett kan benhinna saknas helt eller delvis, men i fSreliggande fall forutsattes 
att den finns utan att vara speciellt utpekad. Kakbenets bSgformade strackning i hori- 
sontalled Mr visad med 4. Kakbenet ar fdrsett med en defekt eller en oregelbundenhet 
som ar angiven med 5. I anslutning till implantat som skall appliceras optimalt i ett 
kakbenshal i kakbenet kan det fr&n utseendesynpunkt, frSn installationssynpunkt, etc. 

30 uppkomma 5nskem&l om att inplacera implantatet i anslutning till oregelbundenheten 
eller defekten 5. 1 den tidigare kanda tekniken har man inte haft denna placeringsfrihet 
utan ofta varit hanvisad till att applicera implantatet i ett lage som ar ftxrskjutet i for- 
hallandet till defekten eller oregelbundenheten och dar mer benmassa for implantatet 



och kakbenshalet funnits tillgSnglig. Alternativt har man behovt fylla utryramet runt 
implantatet med bensubstitut av olika slag. I figuren 1 Sr ett implantat 6 optimalt 
applicerat i anslutning till defekten eller oregelbundenheten 5. Namnda tidigare 
sidof<3rskjutningsiagen har indikerats med 7 och 8 och det inses att implantatlaget 7 

5 mSste ffcrskjutas i f6rhallande till implantatlaget 6 med ett avstand A for att tillracklig 
benmassa skall foreligga vid det delvis visade kakbensh&let 2a och det dari anordnade 
implantatet 7. 1 en altemativ lagesf5rskjutning till laget 8 respektive kakbenshalet 2b 
mSste implantatet 6 fflrskjutas ett avstand B. Det inses att dylika forskjutningar kan 
komma att p&verka implantatinstallationen Mn utseendesynpunkt och att Itgarder kan 

10 behovas i den aktuella dentala installationen som kan innefatta distanshylsorna, bro- 
konstruktion, etc. Vid ersSttning av forlorad tand i en i ovrigt bibeh&Uen tandrad inses 
aven att det kan uppkomma problem med att applicera implantat f6r den forlorade 
tanden om defekt eller oregelbimdenhet fbreligger i kakbenet vid den aktuella f5r- 
lorade tanden. 

15 

I enlighet med uppfinningen appliceras implantatet 6 i anslutning till defekten eller 
oregelbundenheten 5 och sfiledes utnyttjas inte lagena 7 respektive 8. I enlighet med 
uppfinningen skapas ett utrymme 9 vid aktuell blottlagd sidoyta 6a. Vinkeln f5r den 
blottlagda sidoyan ar i figuren 1 angiven med a. Storleken pa namnda vinkel kan i en 

20 foredragen utfSringsform anta varden mellan 20 och 180°, f6retradesvis varden inom 
omrSdet 30-120°, allt sett i omkretsriktningen (dvs. i planet i figuren 1). Implantatet ar 
fbrsett med skikt 10, 11 av TS. I en f5redragen utforingsform ar darvid koncentration 
av TS i skiktet pa den blottlagda sidoytan eller yttergangdelen 6a stoire an skiktet 11 
som ar vant mot kakbenet 2. Saledes kan man arbeta med ett forutbestamt vinkeliage 

25 fbr implantatet vid dettas fastskruvade eller fastsatta lage i kakbenet/kakbensh&let 2c. 
Koncentrationen av TS i namnda skikt 10, 11 ar symboliserade med oproportionerlig 
tjocklek i figuren 1 f6r tydlighetens skull. I utf&ingsexemplet enligt figuren 1 ar en 
mjukvavnads- och benhinnedel 3a fdrbidragen den i fOrtiSIlande till kakbenet 2 blott- 
lagda ytan 6a. I utrymmet 9 ansamlas pa i och f5r sig kant satt kroppsvatska som 

30 utsondras fr§n eller via kroppsvavnad, kakbenet 2 och mjukvavnaden och benhinnan 
3, 3a. Denna kroppsvatska ar pa likaledes kiint satt cellinnehSllande och harvid kan 
. namnas att speciellt benhinnan avger en riklig mangd stamceller. Namnda kropps- 
vatska ar i figuren 1 symboliserade med pilar 12 och 13. Namnda kroppsvatska 



frisatter namnda TS fran implantatets yta 6a och genom namnda utsondringar och fh- 
sattningar initieras en process eller vaxelverkan for nybildning av ben i utrymmet 9. 1 
utrymmet 9 bildas saledes under ett inlakningsskede for implantatet 6 ett sidostbd som 
bestar av nybildat ben och som ger sidostddet en karaktar som motsvarar den kom- 
pakta benmassan, jamfdr lagena 7 och 8 for implantatet. Genom nybildningen av ben 
utfylles defekten eller oregelbundenheten 9. Frisattningsprocessen av TS ar i figuren 
symboliserad med pilar 14. I de icke blottlagda partiema 6b av implantatet sker en 
nybildningsprocess av ben pa motsvarande satt i en spalt 15 mellan implantatets sido- 
yta 6b och vaggen i halet 2c. Kroppsvatskebildningen fran kakbenet ar i detta fall 
angiven med 16 och frisattningen av TS pa ytan 6b ar angiven med pilar 17. Slaktet 
1 1 f tr ej ha en dosering som medfdr att dverreaktion vid TS pa tandbenet 2 kommer 
till stand, vilket i vissa fall kan innebara en degenereringsprocess for benbildningen. 
Implantatet kan i enlighet med namnda patentansokningar av samma sokanden och 
uppfmnare utnyttjas. Saledes kan ifragavarande ytteryta, Lex. gangade ytteryta, vara 
anordnat med ett oxidskikt med porer, i vilka TS lagras. I en utfdringsform kan TS 
anvandas i kombination med kalciumfosfat innehallande material. 1 en utforingsform 
kan i och fdr sig kant och pa allmanna marknaden fdrekommande bensubstitut anvan- 
das i kombination med namnda TS. Harvid kan namnas autologt ben, allogent ben, 
xenografter och/eller syntetiska medel eUer substanser. 

I figuren 2 har varandra motsvarande delar och pilar angivits med samma hanvis- 
ningsbeteckningar. Den blottlagda delens 6a hojd har angivits med H och implantatets 
inre delar omges av tandben 2. Implantatets delar som omges av tandben har indike- 
rats med H\ Vardet pa H kan vara 20-80% av implantatets totala hojd som i figuren 2 
ar symboliserad med H". Foretraden fbreligger fdr varden inom omradet 30-70%. 
Implantatet kan vara fdrsett med en ganga 6c pa i och for sig valkant satt. 

Figuren 3 visar ett implantat 6a' anordnat i ett undre kakben. Varandra motsvarande 
delar i figuren 3 respektive figurema 1 och 2 har i figuren 3 angivits med samma han- 
visningsbeteckningar som kompletterats med primtecken. Sasom framgar av figuren 3 
har defekten eller oregelbundenheten en annan strackning som blottiagger ytterytor 
eller yttergangdelar av implantatet som skiljer sig fran fallet enligt figuren 2. 1 detta 
fall har mjukvavnaden med den eventuella benhinnedelen 3a' aven Overdrafts 
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implantatet 6a* Svre delar 6d. Frisattnings- och utsdndringsfunktioner motsvarar den 
dem beskrivits i ovanst&ende. 

I enlighet med figurema 4 och 5 kan en temporar eller pennanent enhet 19 utnyttjas 
5 for att skapa utrymmet 9". Enheten kan i vissa fall fastsattas i tandbenet 2' medelst 
skruvar 20 och 21 eller andra fastsattningsmedel. Enheten kan besta av ett polyment 
eller metallbaserat, styvt membran och i likhet med implantatet vara utfibrd av titan 
och uppvisar i en utforingsform en b&gformad eller halvcirkelformad inneryta 19a. 
Namnda inneryta kan forses med namnda medel TS, En frisattningsfunktion av 

10 medlet TS kan ske i samverkan med namnda kroppsvatskeuts5ndring 16' * eniigt ovan. 
Utsdndringsfunktionen fran enheten 19 ar i figuren 4 symboliserad med 23. Enheten 
19 kan forses med en Overdel 19b som kan stiiicka sig in over ifrSgavarande implan- 
tat, dvs. 5ver implantatets dversidor. Aven overdelen 19b kan pa sin ovansida fdrses 
med skikt av TS. B&gformen 19a har fdrdelar for tillvaxtfunktionen som Mr speciellt 

15 ffcrdelaktig vid konvexa ytor som motsvarar ytan 19a. Aven TS-belaggningen 22 kan 
kombineras med bensubstitut i enlighet med vad som beskrivits i ovanstaende fdr 
utrymmet 9, 9\ 

Bfiglinjen 4 utgOr den ideala baglinjen, medan den reella mittlinjen som strScker sig 
20 krokigt i ett defekter eller oregelbundenheter uppvisande kakben inte ar nSrmare 
visad. Denna mittlinje ar benamnd som den reella mittlinjen i horisontalplanet. 
Implantatets over- eller ytterytan ar angiven med 6d y i figuren 3. 

Uppfinningen ar inte begransad till den i ovan sSsom exempel visade utfdringsformen 
25 utan kan underkastas modifikationer inom ramen for efterfoljande patentkrav och 
uppfinningstanken. 

Det kan harvid hanvisas till patentansokningar som inlamnats till svenska patentverket 
pS samma dag som f&religgande patentansokan och med samma sokanden och upp- 
30 finnare. Namnda ansdkningar har f&Ijande benamningar: 

a) "Anordning for att medelst beninduktivt eller bioaktivt medel inducera ben 
och/eller 5ka stabiliteten f6r implantat i kakben samt implantat harfor". 
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"Anordning vid implantat som uppbSr tillvaxtstimulerande substans eller 
substanser samt s&dant implantat". 

"Anordning vid tv5 eller flera implantat forsedda med tillvaxtstimulerande 
substans(-er)". 



"Arrangemang for att 5ka taligheten mot belastning pS implantat 
sidant implantat". 



: AKsndelf 
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PATENTKRAV 



1 Anordning for att medelst bioaktivt eller beninduktivt material bygga upp 
benbaserat sidostod (18, 18') fbr atminstone ett implantat (6) anbragt i ett sig tilldelat 
kakbenshal (2c) i foretradesvis defekt eller oregelbundet sig strackande kakben (2) 
och dar implantatet ar anordnat helt eller delvis tackningsbart av mjukvavnad med 
eller utan kakbenets benhinna eller till kakbenet applicerad enhet, t.ex. ett metallbase- 
rat eller polymert, styvt membran, och dar implantatet i ett helt eller delvis tackt lage 
tillsammans med mjukvavnaden och den eventuella benhinnan och/eller enheten och 
kakbenets ber5rda ever- eller sidoyta(-or) bildar ett eller flera utrymmen, till vilket 
eller vilka cellinnehallande kroppsvatska tranger in friin atminstone namnda kakben. 
kannetecknad darav, att det bioaktiva eller beninduktiva materialet bestar av 
matrixmolekyler, tillvaxt- och differentieringsfaktorer och/eller peptider med tillvaxt- 
stimulerande egenskaper, etc., har benamnt TS, anordnat i eller pa implantatet, fore- 
tradesvis pa en eller flera yttersidoytor eller en eller flera yttergangdelar som i ett 
initialskede ar frilagd respektive frilagda friin kakbenet, vilket TS i ett initialskedet 
efterfoljande inlakningsskede tranger in i respektive slutna utrymme och vaxelverkar 
eller integrerar med namnda celler och darvid bildar det benbaserade sidost5det for 
implantatet. 

2. Anordning enligt patentkravet 1, kannetecknad darav, att kakbenshalet 
(2c) och darmed implantatet (6) uppvisar ett lage som ar fttrskjutet i fbrhallande till 
kakbenets reella mittlinje i horisontalplanet sa att implantatet i namnda initialskede 
uppvisar fOrsta sidytedelar eller yttergangdelar som har en storre blottlaggningsgrad 
an andra sidoytdelar respektive yttergangdelar, varvid det benbaserade sidostodet ar 
avsett att efter inlSkningsskedet ge de fSrsta sidoytedelarna eller yttergangdelarna en 
Okad benintackningsgrad respektive Okade benintackningsgrader. 

3. Anordning enligt patentkravet 1 eller 2, k a n n e t e c k n a d darav, att tva 
eller flera implantat som ar anordnade utefter kakbenets horisontalstrackning i sig till- 
delade kakbenshal ar anordnade i anslutning till defekter eller oregelbundenheter i 
djup- och/eller sidoriktningen(-erna), och att i inlakningsskedet vasentligen utfylla 
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kakbenets defekter respektive oregelbundenheter och tilldela implantatet vasentligen 
lika farsankningsgrad efter inlakningsskedet. 

4. Anordning enligt patentkravet 1, 2 eller 3, kannetecknad darav, att 
5 fallet med i hSjdled kraftigt degenererat kakben samtliga implantat erhaller vasent- 
ligen lika i hOjdled sig strackande benbaserade sidostSd. 

5. Anordning enligt patentkravet 1, 2, 3 eller 4, kannetecknad darav, att 
fSrsta partier (6a) av respektive implantat med storre blottlaggningsgrad an andra 

10 partier (6b) p& implantatet respektive implantaten ar belagda med TS av mer eller 
mindre grad av koncentration av TS an de andra partiema. 

6. Anordning enligt nigot av patentkraven 1-5, kannetecknad dSrav, att 
enheten (19) ar temporart eller permanent infastningsbart anordnad till kakbenet, var- 

15 vid vid temporar infastning enheten ar applicerad under initial- och iniaknings- 
skedena. 

7. Anordning enligt patentkravet 1 eller 6, kannetecknad darav, att enhe- 
ten uppvisar en invandigt valvd yta (19a) som i enhetens applicerade lage ar vSnd mot 

20 ifrSgavarande sidoyta (6a) eller yttergangdel pa respektive implantat (6). 

8. Anordning enligt patentkravet 1, 6 eller 7, kannetecknad darav, att 
enheten uppvisar en 5verdel (19b) som helt eller delvis stracker sig dver implantatets 
over- eller ytteryta (6d'). 



9. Anordning enligt n&got av patentkraven 1-8, kannetecknad darav, att 
implantatet vid sin av kakh&lets (2c) vagg tackta yta arbetar med kroppsvatskeansam- 
ling i skiktet eller spalten (15) mellan implantatet och vaggen (2c). 



30 



10. Anordning enligt n§got av patentkraven 1-9, kannetecknad darav, att 
implantatets i initialskedet blottlagda ytteryta (6a) stracker sig mellan 20-180°, f©re- 
tradesvis 30-120°, sett i omkretsriktningen f6r implantatet 
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11 Anordning enligt nagot av patentkraven 1-10. k a n » e t e c k n a d darav, att 
implantatets i initialskedet blottlagda ytteryta stacker sig 20-80%, foretradesvis 30- 
70%, sett i hojdriktningen (H). 

12. Anordning enligt patentkravet 1. 6, 7 eller 8, k 1 n n e t e c k n a d darav, att 
enheten ar belagd med TS pa sin mot implantatet i initialskedet blottlagda ytteryta 

(6a). 
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Med hjalp av bioaktiva eller beninduktiva substanser (10) uppbygges ett benbaserat 
sidostBd fbr ett implantat (6) anbragt i ett sig tilldelat kakbenshal i defekt eller oregel- 
bundet sig strackande kakben (2). Implantatet ar anordnat belt eller delvis tacknings- 
bart av mjukvavnad med eventuell benhinna eller till kakbenet och/eller implantatet 
applicerad enhet. Ett eller flera utrymmen kan pa sa satt bildas vid implantatet* skIo- 
yta Till respektive utrymme integer kroppsvatska fran eUer via kakbenet och even- 
tuellt utnyttjad benhinna. De beninduktiva eller bioaktiva substanserna bestar av 
tnatrixmolekyler, tillvaxt- och differentieringsfaktorer och/eller peptider med bllvaxt- 
stimulerande egenskaper, allt benamnt TS, anomnad i eller pa implantatet. Kropps- 
vatska med celler utsondras och namnda TS frigores under ett inlakningsskede och 
bildar genom vaxelverkan nytt ben f5r namnda benbaserade sidostSd. Storre valfnhet 
kan pa sa satt utnyttjas for implantatet vid defekta eller oregelbundet sig strackande 
kakben utan att stabiliteten eller estetik for implantatet eftersattes. 



20 Det fSreslas att figur 1 far medfolja sammandraget. 




t. 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 
GPfiLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

J U SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



